
 
放射状に旋回戻りコイルを形成したMEMSロゴスキーコイル型電流センサ 
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放射状に形成したTSV構造のMEMSロゴスキ

ーコイル型電流センサを作製した。時計回りに基

板断面内で旋回するコイルを形成し、終端から反

時計回りに旋回しながら戻りコイルを形成する

ことで、電流検出と外部磁界キャンセルを同時に

行う構造とした（Fig.1）。 

作製プロセスを Fig.2に示す。DRIE（反応性イ

オンエッチング）により厚さ 300µm のシリコン

ウェハを貫通し、熱酸化を行う。上下両面から

Au/Tiをスパッタ形成し、ウェットエッチングに

よりコイル形状を形成する。デバイス中央部を

DRIEによりシリコンを貫通し、無電解 Ni-Pめっ

きを行った後、TEOS-CVD により厚さ 5µm の

SiO2を形成する。 

作製したセンサの写真を Fig.3に示す。旋回コ

イルは 80ターンで、TSVの直径が 100µm、チッ

プサイズが 10×10×0.3mm3である。 

作製したデバイスの中央貫通部に上下方向に

導線を通し、di/dtを 10A/μs一定としてピーク電

流を 200Aまで変化させた評価、およびピーク電

流を 200A一定として di/dtを 50A/μsまで変化さ

せた評価のいずれにおいても、印加電流に対して

比例して出力が得られることを確認した。 
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Fig.1  Strucute of MEMS Rogowski coil. 

 

Fig.2  Fabrication process. 

 

Fig.3  Fabricated MEMS Rogowski coil. 
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